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１．概要（Summary） 

磁気ナノフォトニクス[1-2]を開拓する上では、磁気光学

材料を適当な保持基板上で薄膜化し、ナノ加工すること

が重要である。目的とする基板の作製には、スピンオング

ラス等の接着剤を介したウェハ融着と基板研磨を組み合

わせた手法が有望である。今回、東京工業大学の実験設

備を利用して、イットリウム鉄ガーネット(YIG)のシリコン基

板上へのウェハ融着を試みた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

基板貼付け装置、ウェハ洗浄装置、プラズマ CVD 装置 

【実験方法】 

約 1cm 角のビスマス置換 YIG 基板および直径２インチ

のシリコン基板を洗浄後、化学気相堆積(CVD)装置によ

り両基板の片面に対して酸化シリコンを堆積する。その後、

シリコン基板側にスピンコーターを用いてベンゾシクロブ

テン(BCB)を塗布する。BCB 塗布後、YIG 基板およびシ

リコン基板を基板貼り付け装置に設置し、真空引き後、基

板同士を接触させ、加温・加圧することでウェハ間を接合

する。  

３．結果と考察（Results and Discussion） 

両基板への酸化シリコン堆積は大きな問題なく実施で

きた。しかし、表面に細かいパーティクルが発生している

可能性があり、貼り付け実験への影響が懸念される。また、

基板貼り付け装置におけるトラブルにより、実際の貼り合

わせに関する実験は実施していない。今後は、装置が復

旧し次第、所望の実験の完了を目指す。 
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